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Plazmová čistička vzorků 
Popis přístroje a jeho využití
Plazmová čistička vzorků do laboratoře polovodičů – čistých bezprašných prostorů pro křemíkovou technologii (třída čistoty 1000 – ISO M4.5 dle ISO 14644-1) Ústavu fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Nové zařízení proto musí být slučitelné s vybudovanou infrastrukturou v čistých prostorách, tj. s parametry bezprašnosti a se vstupy (rozvody čistých plynů) a výstupy (rozvod odtahů).
Zařízení, připojené na rozvody plynů O2 a N2, bude pomocí plazmatu udržovaného MHz zdrojem sloužit k odstraňování (stripování) fotolaků a k čištění a funkcionalizaci povrchů vzorků před depozicí laků či jiných (zejména organických) látek. Zařízení musí být schopnost zpracovávat křemíkové desky až do průměru 100 mm, malé křemíkové vzorky a skleněné destičky.
Technické podmínky

	Parametr
	Parametr nabízený dodavatelem

	Výrobce
	

	Typ/Model
	



	Minimální požadované technické parametry
	Technické parametry nabízené dodavatelem*

	Zařízení je určeno pro plazmové čištění vzorků, funkcionalizaci povrchů a stripování pozitivních fotorezistů pomocí O2 plazmy
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Dalším procesním plynem bude N2, např. pro zavzdušnění komory
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Zařízení má minimálně tři vstupy (MFC) pro čisté plyny, a to O2, N2 a další dopředu nespecifikovaný plyn
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Generátor s frekvenčním zdrojem 13.56 MHz s řiditelným výkonem v rozsahu 0 W až nejméně 200 W
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečný rozsah výkonu zdroje)

	Elektroda je kulatá, materiály hliník a nerez
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Zařízení je stolní (table-top), vakuová pumpa umístěna pod stolem či v jeho blízkosti
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Zařízení (včetně vakuové pumpy) je kompatibilní s čistými bezprašnými prostorami třídy čistoty 1000 (třída M4.5 dle ISO 14644-1)
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	[bookmark: _GoBack]Zařízení se připojuje k elektrickému rozvodu 230 V, max 16 A
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Vakuová pumpa, minimální rychlost čerpání 5 m3/hod, automaticky ovládaná plazmovým zařízením, s filtrem pro olejové páry, s hadicí k odtahu o délce nejméně 5 m
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu čerpací rychlosti)

	Zařízení obsahuje nezbytné vakuové komponenty včetně vakuové měrky
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Zařízení je řízené zabudovaným počítačem a obsahuje zabudovaný displej o úhlopříčce minimálně 7 palců
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu velikosti úhlopříčky)

	Zařízení během práce zaznamenává procesní parametry, data je možné uložit a přenést k externímu zpracování
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Zařízení je možné připojit k internetu, umožňuje vzdálené ovládání uživatelem a technickou podporou výrobce
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Kulatá vakuová komora je z křemenného skla (quartz glass), přístup (vkládání vzorků) přes zavěšená dvířka, vnitřní průměr minimálně 125 mm a vnitřní délka minimálně 300 mm
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné vnitřní rozměry)

	Komora zařízení umožňuje zpracovávat vzorky o velikosti od jednotek cm čtverečních (např. mikroskopická sklíčka) až po křemíkové desky o průměru 100 mm (možnost vložení
lodičky s křemíkovými deskami)
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Dodávka obsahuje alespoň jednu lodičku z křemenného skla jako držák pro minimálně 15 ks křemíkových desek o průměru 100 mm
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu počtu dodávaných lodiček)

	Dodávka obsahuje alespoň jednu polici z křemenného skla jako držák pro další tvary vzorků
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu počtu dodávaných polic)

	Dodávka obsahuje indikátory k detekci účinnosti a stálosti plazmového procesu, pro různé intenzity, minimálně 150 ks
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu počtu dodávaných indikátorů)


*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.
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Zařízení je určeno pro plazmové čištění vzorků,  funkcionalizaci povrchů a stripování pozitivních  fotorezistů pomocí O2 plazmy  (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)  

Dalším procesním plynem bude N2, např. pro  zavzdušnění komory  (Dodavatel uvede ANO/ NE)  

Zařízení má minimálně tři vstupy (MFC) pro čisté  plyny, a to O2, N2 a další dopředu nespecifikovaný  plyn  (Dodavatel uvede ANO/ NE)  

Generátor s frekvenčním zdrojem 13.56 MHz s  řiditelným výkonem v rozsahu 0 W až nejméně 200 W  (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečný rozsah výkonu  zdroje)  

Elektroda je kulatá, materiály hliník a nerez  (Dodavatel uvede ANO/ NE)  

Zařízení je stolní (table - top), vakuová pumpa  umístěna pod stolem či v jeho blízkosti  (Dodavatel uvede ANO/ NE)  

Zařízení (v četně vakuové pumpy) je kompatibilní  s   čistými bezprašnými prostorami třídy čistoty 1000  (třída M4.5 dle ISO 14644 - 1)  (Dodavatel uvede ANO/ NE)  

Zařízení se připojuje k elektrickém u   rozvodu 230   V,  max 16   A  (Dodavatel uvede ANO/ NE)  

Vakuová pumpa, minimální rychlost čerpání 5 m3/hod,  automaticky ovládaná plazmovým zařízením, s filtrem (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu  čerpací rychlosti)  

